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p. + M ーヒ p 
Termination 
P~ + P~ ~ Pm+n or Pm + Pn 
Chain Transfer 
P.+A~P+A 
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Fig. 3 Plots of Mm and Mwl Mムvs.conversion for the 
ATRP of MMA at 600C and 500 MPa;. [EBIBlo = 





(2・bromoisobutyryloxy )hexy ltriethoxysilane (BHE)との反応により開始基を表面固定し
たシリコン基板を用いて、 MMAの高圧 ATRPを行った(Fig.4)。なお、重合制御にあ
たり、重合溶液にフリー開始剤として EBIBを添加した。仕込濃度:[EBIB]o = 0.047mM， 
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Fig.5 Plot of (a) film thickness vs Mn and (b) graft density vs [Cu(II)J for the ATRP of MMA at
600C and 500 MPa; [EBIBJo= 0.047mM， [MMAJo = 9.35mM， [Cu(I)BrJo+[Cu(II)Br2Jo = 8.42mM， 





































Fig.7 GPC traces of PMMA brush synthesized by 
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Fig.8 Plots of Mn， and Mwl Mn of graft and企ee
polymers as a function of conversion for the 
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Fig.9 Plot of Mn of graft polymers vs that of free 
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Fig.l0 Plot of film thickness vs Mn for the 
high-pressure ATRP of styrene at room temperature 
and 500 MPa; [EBIB]o= 0.087mM， [S]o = 8.70mM， 
rCu(I)Br 10 = 2.19m孔1，rCu(II)Br210 = 0.42mM. 
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REN)用いることにした。 [EBIB]o= 0.035mM， [Cu(I)Br]o = 0.88mM， [Cu(II)Br2]o = 
0.17mM， 10wt%DMF & 50wt% anisoleの条件下、室温、500MPaにて重合を行った結果、
時間の経過とともに狭い分子量分布を維持したまま分子量は増加し、 Mn= 1.9 X 106、
MwlMn = 1.30のPSの合成に成功した。重合制御という観点では一定の成果を達成で
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